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Terminal solid solubility (TSS) –
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Поглощение
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на
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(хемосорбция)

Откачка
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после
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поверхности
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с
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газов
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Разделение
 

изотопов
 

водорода

Скорость

 

диффузии

 

через

 

мембраны

 

различна

 

для
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изотопов

 

водорода
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